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な分析方法: RBS , P 1 XE , ERDAなどの原理と特徴を概説し，他分析手法と比較し実用分析装
置の仕様を導いた。
第 3 章で、は既設1.5MeV マイクロビームラインを用いて，高エネルギーイオンの集束技術を研究し，
最小ビーム径を決定する要因を明らかにした。イオン軌道追跡シミュレーションを開発，光学的収差の
定量的評価を行った。リアルタイム・ビーム径測定技術を確立し，最小ビーム径2.2x 1.3μm2 を達成した。
























ブミクロンのビーム径を持つ従来比で、 Ya ""Y5 のサイズ、の高エネルギーイオン分析装置を実現した。
これらの研究は，高エネルギーイオン分析技術が電子デバイス開発過程に用いられるための実用化の
可能性を初めて実証したものであり，ビーム工学の発展に寄与するところ大であるO よって工学博士論
文として価値あるものと認めるO
